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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

Verfahren zur Gravur von Druckformen sowie Druckform zur Ourchfuhrung des Verfahrens 

@) Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Gravur von 
Druckformen, insbesondere fur den Tiefdruck. bei dem die 
aus Kupfer bestehende gravierfahige Oberflachenschicht 
der Druckform vor der Gravur nnit einer mechanisch wider- 
standsfahigen Schutzschicht, vorzugsweise aus Chrom, ver- 
sehen wird und bei dem anschlie&end mittels eines Elektro- 
nenstrahls in einem Druckraster angeordnete Vertiefungen 
mindestens in der Schutzschicht erzeugt werden. Die Erfin- 
dung betrifft weiterhin eine Druckform mit einer gravierfahi- 
gen Oberflache zur Erzeugung von in einem Druckraster 
angeordneten Vertiefungen und mit einer vor der Gravur auf 
die Oberflache aufgebrachten mechanisch widerstandsfahi- 
gen Schutzschicht. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der elektro- 
nischen Reproduktionstechnik iind betrifft ein Verfah- 
ren zur Gravur von Druckformen, insbesondere fOr den 
Tiefdruck, sowie eine Druckform zur Durchfuhrung des 
Verfahrens, 

Druckformen fur den Tiefdruck, auch Druckzylinder 
Oder Gravierzylinder genannt, werden vorwiegend in 
Gravier-Vorrichtungen mittels eines Aufzeichnungsor- 
gans in Form eines elektromagnetischem Gravieror- 
gans Oder mittels eines Elektronenstrahls hergestellt 

Eine zu reproduzierende Vorlage wird mit cinem op- 
toe lektronischen Abtastorgan punkt- und zeilenweise 
abgetastet, um ein Bildsignal zu gewinnen, welches die 
Tonwerte der abgetasteten Vorlage reprasentiert Das 
Bildsignal wird nach den Erfordemissen der Reproduk- 
tion, beispielsweise nach einer vorgegebenen Grada- 
tionskurve, korrigiert und einem Rastersignal zur Er- 
zeugung des Druckrasters QberlagerL Das durch die 
Oberlagerung von Bildsignal und Rastersignal gebildete 
Aufzeichnungssignal steuert das Aufzeichnungsorgan, 
welches sich in axialer Richtung an dem Druckzylinder 
entlang bewegt und eine Folge von im Druckraster an- 
geordneten Vertiefungen oder Ausnehmungen, NSpf- 
chen genannt, in die Mantelfiache des Druckzylinders 
eingraviert. Die Tiefen bzw. Volumina der gravierten 
Napfchen bestimmen die zu druckenden Tonwerte zwi- 
schen "Schwarz" und '^ciB". 

Aus der DE-C-25 08 734 ist eine Gravier-Vorrichtung 
mit einem elektromagnetischen Gravierorgan bekannt 
Das eiekromagnetische Gravierorgan weist einen Gra- 
vierstichel als Schneidwerkzeug auf, der bei der Gravur 
eine auf die Mantelfl&che des Druckzylinders gerichtete 
Hubbewegung ausfilhrt 

Aus der DE-C-24 58 370 ist eine andere Graviervor- 
richtung bekannt, bei der die Napfchen auf dem Druck- 
zylinder durch Materialverdampfung mittels eines Elek- 
tronestrahls erzeugt werden. 

Nach der Gravur wird eine Kontrolle des Druckzylin- 
ders durchgeftihrt. indem mit den Druckzylinder ein 
Probedruck (Andruck) in einer spezieilen Andruck-Ma- 
schine durchgefiihrt und das Druckprodukt ausgemes- 
sen und begutachtet wird Anhand der Ergebnisse k6n- 
nen dann noch Tonwertkorrekturen an dem Druckzy- 
linder (Plus-Korrekturen, Minus- Korrekturen), d. h. 
Korrekturen der Nftpfchen-Tiefe durchgefOhrt werden, 
wobei eine Plus-Korrektur beispielsweise durch eine 
chemische Nachatzung durchgefiihrt wird. 

FUr den eigentlichen DnickprozeB wird der gravierte 
Druckzylinder dann in die Tiefdruck-Rotationsmaschi- 
ne eingespannt Vor dem Druckvorgang nimmt jedes 
N&pfchen eine von seinem Volumen abhangige Menge 
an Druckfarbe auf, die dem zu druckenden Tonwert 
entspricht Beim Druckvorgang erfolgt dann die Farb- 
Ubernahme aus den Nflpfchen auf das DruckmateriaL 

Ein in der Praxis gebr&uchlicher Druckzylinder be- 
steht im allgemeinen aus einem Stahlkem, auf den eine 
Kupferschicht aufgalvanisiert ist in welche die Napf- 
chen eingraviert werden. iCupfer weist aufgrund seiner 
physikalischen und chemischen Eigenschaften gute Gra- 
viereigenschaften sowie gute Farbannahme- und Farb- 
abgabeeigenschaften auf. welche die Erzeugung hoch- 
wertiger Drucke unterstUtzen. Nachteilig bei Verwen- 
dung von Kupfer als Graviermaterial ist jedoch, daB es 
eine relativ geringe H&rte aufweist Dadurch tritt beim 
Druckprozefi in der Tiefdruck- Rotationsmaschine in 
Foige der mechanischen Beanspruchung der Kupfer- 



schicht durch den Rakel mit zunehmender Betriebsdau- 
er VerschleiB auf, der die DruckqualitSt mindert sowie 
die Standzeit des Druckzylinders und somit die Aufla- 
genst^ke begrenzt 
5 Um die VerschleiBfestigkeit der gravierten Kupfer- 
schicht zu verbessem und damit die Standzeit des 
Druckzylinders zu erhdhen, ist es in der Praxis Ublich, 
vor dem Andruck die gravierte Kupferschicht mit einer 
verschleiBfesten Schicht aus einer gegeniiber Kupfer 
10 harteren Metallverbindung oder einem harteren Metall, 
beispielsweise aus Chrom, durch Aufgalvanisieren zu 
versehen. 

Die Verchromung der Druckzylinder zur Erh<Jhung 
der Standzeit bringt mehrere Nachteile mit sich. Bei der 
15 Verchromung werden auBer der ungravierten Oberfla- 
che des Druckzylinders auch die Innenw^nde der Napf> 
chen mit der Chromschicht versehen, wodurch das 
Farbaufnahme- und Farbabgabeverhalten der Napf- 
chen verandert wird. Ein weiterer Nachteil besteht dar- 
20 in, daQ im Falle einer nachtraglichen Korrektur der Gra- 
vurtiefe der Napfchen durch eine Nachatzung die 
Chromschicht entfemt und nach erfolgter Korrektur 
wieder aufgebracht werden mufl. 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein 
25 Verfahren und eine Druckform der einleitend genann- 
ten Art derart zu verbessern. daB die Herstellung der 
Druckformen vereinfacht und verbessert wird 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB beziiglich des 
Verfahrens durch die Merkmale des Anspruchs 1 und 
30 beziiglich der Druckform durch die Merkmale des An- 
spruchs 7 gelOst 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteran- 
sprUchen angegeben. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fig. 1 bis 
35 3 naher erlautert. 
Es zeigen: 

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung zur 
Gravur von Druckzylindem mittels eines Elektronen- 
strahls, 

40 Fig- 2 einen Querschnitt durch einen Druckzylinder. 
und 

Fig. 3 einen vcrgrdBerter Ausschnitt aus der Oberfla- 
che eines gravierten Druckzylinders. 
Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung 
45 zur Gravur der Oberfiache (1) eines Druckzylinders (2) 
mit einer Elektronenstrahlkanone als Aufzeichnungsor- 
gan. 

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem 
einen Elektronenstrahi (3) erzeugenden Strahlgenerator 

50 (4), einem Linsensystem (5) sowie einer den Druckzylin- 
der (2) aufnehmenden Vakuumkammer (6). Der Druck- 
zylinder (2) wird in der Vakuumkammer (6) drehbar 
gelagert und von einem nicht dargestellten Antrieb ro- 
tatorisch angetrieben. Der Strahlgenerator (4) und das 

55 Linsensystem (5) befinden sich in einer Elektronen- 
strahlkanone (7), die in eine Hauptkammer (8) sowie 
eine Zwischenkammer (9) unterteilt ist. In der Haupt- 
kanuner (8) sind der Strahlgenerator (4) sowie eine 
Brennweiten-Einstellung (10) angeordnet, die ein Teil 

60 des Linsensystems (5) bildet In der Zwischenkammer (9) 
sind im wesentlichen eine Wechselblende (11) sowie ei- 
ne Scharfe-Einstellung (12) angeordnet, die gemeinsam 
mit der Brennweiten-Einstellung (10) die wesentlichen 
Elemente des Linsensystems (5) sind. Die Hauptkammer 

65 (8) ist von der Zwischenkammer (9) durch eine Vakuum- 
drossel (13) getrennt, die eine im wesentlichen zentrisch 
angeordnete und einen Durchtritt des Elektronenstrahi 
(3) zulassende Ausnehmung (14) aufweist Durch die Va- 
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kuumdrossel (13) kdnnen in der Hauptkammer (8) und 
der Zwischenkammer (9) unterschiedliche Druckver- 
h&Itnisse eingestellt werden. So ist es beispielsweise 
m5glich, in der Hauptkammer (8) einen Druck von etwa 
8 X O.OOOOt bar und in der Zwischenkammer (9) einen 5 
Druck von etwa 8 x 0.001 bar vorzusehen. 

Der Strahlgenerator (4) besteht im wesentlichen aus 
einer Kathode (15). einem Wehneltzylinder (16) sowie 
einer Anode (17). Im Bereich der Anode (17) ist ein den 
Elektronensirahl (3) ausrichtender Anodenzentrierer 10 
(18) angeordnet. In Ausbreitungsrichtung des Elektro- 
nenstrahls (3) ist hinter der Anode (17) ein Folgezentrie* 
rer (20) angeordnet, der gleichfalls den Elektronensirahl 
(3) ausrichtet und Streuverluste vermeidet Die Kathode 
(15) ist Qber Leitungen (15') mit einer nicht dargestelhen 15 
Hochspannungseinheit verbunden. Die Hochspan- 
nungseinheit erzeugt eine Spannung von etwa —35 Ki- 
lovolt Der Wehneltzylinder (16) steht uber Leitung (16') 
mit einem ebenfails nicht dargestelhen Spannungsgene- 
rator in Verbindung, welcher gegenuber der an der Ka- 20 
thode (IS) anliegenden Spannung ein Potential von etwa 
— 1 000 Volt erzeugL 

Das Linsensystem (5) der Brennweiteneinstellung (10) 
ist aus zwei hintereinander geschalteten Zoom-Linsen 
aufgebauL Die erste Zoom-Linse besteht aus einer dy- 25 
namischen Linse (31) und einer statischen Linse (32). 
Das Vakuum in der Hauptkammer (8) wird von einer 
Vakuumpumpe (33) und das Vakuum in der Zwischen- 
kammer (9) von einer Vakuumpumpe (34) aufgebauL In 
der Zwischenkammer (9) ist zwischen der Wechselblen- 30 
de (11) und der Sch&rfe-Einstellung (12) ein Zemrierer 
(35) vorgesehen. der Streuverluste des Elektronen- 
strahls (3) vermeidet Die Sch&rfe-Einsteilung (12) be- 
steht im wesentlichen aus einer statischen Linse (36) und 
einer dynamischen Linse (37). An der der Vakuumkam- >35 
mer (6) zugewandten Begrenzung weist die Elektronen- 
strahlkanone (7) eine Austrittsdffnung (38) auf. an der 
eine Duse (39) angeordnet ist Die dynamischen Linsen 
(31, 37) der Brennweiten-Einstellung (10) und der Schar- 
fe-Einstellung (12) sind Uber Leitungen (51; 52) an eine 40 
nicht dargestellte Steuereinrichtung fur den Elektronen- 
sirahl (3) angeschlossen. Solche Steuereinrichtungen 
sind bekannt Einzelheiten kdnnen beispielsweise der 
DE-C-24 58 370 entnommen werden. 

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch den Druckzylin- 45 
der (2). Ein herkdmmlicher Druckzylinder (2) besteht im 
allgemeinen aus einem zylindrischen Stahlkem (38). des- 
sen Mantelflache mit einer Kupferschicht (39) fur die 
Gravur der NSpfchen versehen ist Die Kupferschicht 
(39) hat beispielsweise eine St&rke von einigen Millime- 50 
tern. Erfindungsgem^ wird zur Erhdhung der Ver- 
schleififestigkeit der Kupferschicht (39) im sp&teren 
DruckprozeQ vor der Gravur eine SchuUschicht (40) 
auf die Kupferschicht (39) aufgebracht Die Schutz- 
schicht (40) hat beispielsweise eine Starke von 5 ^m. Die 55 
Schutzschicht (40) besteht aus einem Metall, vorzugs- 
weise aus Chrom, oder aus einer Metallegiening, wie 
beispielsweise aus einer Chrom- Vanadium-Legierung 
und ist auf die Kupferschicht (39) aufgalvanisiert Alter- 
nativ kdnnen auch Druckzylinder ohne Kupferschicht eo 
verwendet werden, bei denen der Stahlkern direkt mit 
einer Chromschicht versehen ist in welche die Nftpf- 
chen graviert werden. 

Der nach Fig. 2 ausgebildete Druckzylinder (2) wird 
in die Vakuumkammer (6) eingebracht und nach der 65 
Evakuierung der Vakuumkammem graviert indem der 
aus der DQse (39) austretende Elektronenstrahl (3) auf 
dem rotierenden Druckzylinder (2) cine Folge von im 
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Druckraster angeordneten Vertiefungen bzw. NUpfchen 
erzeugt Dazu wird der Elektronensirahl (3) jeweils zur 
Erzeugimg eines N&pfchens in einer durch das Druckra- 
ster vorgegebenen Gravierposition auf die OberflSche 
(1) des Druckzylinders (2) fokussiert und jeweils wth- 
rend der Rotationsbewegimg des Druckzylinders (2) in 
eine neue Gravierposition defokussiert Zur Kompensa- 
tion der Relativbewegung zwischen Elektronenstrahl 
(3) und Druckzylinder (2) w&hrend der jeweiligen Ein- 
wirkungsdaucr des Elektronenstrahls (3) auf die Ober- 
fl^che (1) wird der Elektronenstrahl (3) der Rotationsbe- 
wegung des Druckzylinders (2) durch entsprechende 
Ablenkung nachgefOhrt Durch die Einwirkung des 
Elektronenstrahls (3) wird das Material an der betref- 
fenden Stelle erhitzt und herausgeschleudert wobei sich 
ein Teil des Materials als Wall oder Kraterrand um das 
gravierte Napfchen absetzt 

Fig. 3 zeigt einen vergr50erter Ausschnitt aus der 
Oberfiache (I) eines gravierten Druckzylinders (2) im 
Bereich eines gravierten N^pfchens (41). Das durch die 
Schutzschicht (40) in die Kupferschicht (39) hineingra- 
vierte NSLpfchen (41) ist mit einem im wesentlichen ring- 
formigen Wall oder Kraterrand (42) umgeben. Nach Be- 
endigung des Gravurvorgangs wird dieser Kraterrand 
durch geeignete materialabtragende Werkzeuge, z. B. 
mittels eines Schabers, entfemt damit eine glatten 
Oberflache geschaffen wird, uber die der Rakel in der 
Tiefdruck-Rotationsmaschine gleiten kann. 

Dadurch. daD die Gravur mittels des Elektronen- 
strahls (3) durch die Schutzschicht (41) hindurch erfolgt 
und die NUpfchen (41) nach wie vor im wesentlichen in 
der Kupferschicht (39) ausgebildet werden, bleiben in 
vorteilhafter Weise trotz der vor der Gravur auf ge- 
brachten Schutzschicht (41) die guten Farbaufnahme- 
und Farbabgabeeigenschaften des Kupfers erhalten. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, daD die arbeitsintensive 
Entchromung des Druckzylinders nach herkdmmlicher 
Art im Falle einer Nachkorrektur der Graviertiefe der 
Napfchen und die nachfolgende emeute Verchromung 
entfallen kann, da die Ndpfchenwandungen durch das 
erfindungsgem&fie Gravierverfahren nicht verchromt 
sind und das Atzmittel infolgedessen direkt an das Kup- 
fer gelangen kann. 

Patentansprflche 

1. Verfahren zur Gravur von Druckformen, insbe- 
sondere far den Tiefdruck, bei dem in der Oberfla- 
che der Druckformen Vertiefungen (Napfchen) 
mittels eines Elektronenstrahls (3) erzeugt werden, 
dadurch gekeniizeichnet, dafi die Oberflache (1) 
vor der Gravur mit einer mechanisch widerstands- 
fahigen Schutzschicht (40) versehen wird und die 
Vertiefungen (41) mindestens in der Schutzschicht 
(40) erzeugt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gravur der Vertiefungen (41) 
durch die Schutzschicht (40) hindurch bis in den 
Bereich der Oberflachen (1) erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Schutzschicht (40) aus einem 
Metall, vorzugsweise aus Chrom, besteht 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzschicht (40) 
aus einer Metallegierung, vorzugsweise aus einer 
Chrom- Vanadium- Legierung, besteht 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet daB die Oberflache (1) aus 
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einer Kupferschicht (39) besteht 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnct. daB die Druckformen (2) 
nach der Gravur durch Materialabtrag geglattet 
werden. 5 

7. Druckform, insbesondere fur den Tiefdruck, mit 
einer gravierfahigen Oberflache zur Erzeugung 
von in einem Druckraster angeordneten Vertiefun- 
gen, dadurch gekennzeichnet, dafi die Oberflache 
(1) mit einer vor der Gravur aufgebrachten mecha- lo 
nisch widerstandsfahigen Schutzschicht (40) verse- 
hen ist 

8. Druckform nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schutzschicht (40) aus einem Me- 
tall, vorzugsweise aus Chrom, besteht 1 5 

9. Druckform nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, da3 die Schutzschicht (40) aus einer Me- 
tallegierung, vorzugsweise aus einer Chrom-Vana- 
dium-Legierung, besteht 

10. Druckform nach einem der Anspruche 7 bis 9, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB die Oberflache (1) aus 
einer Kupferschicht (39) besteht 
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